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DESCRIPCION
Método de fabricacion de una plancha de impresion litografica
CAMPO DE LA INVENCION

La presente invencién hace referencia a un método para fabricar una plancha de impresién litografica por el que un
precursor de plancha de impresion litografica se expone a modo de imagen y se revela en una primera y una
segunda solucion reveladora proporcionada en un sistema en cascada.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En la impresién litogréafica, lo que se denomina matriz de impresion, tal como una plancha de impresion, se coloca
sobre un cilindro de la prensa de impresién. La matriz lleva una imagen litografica sobre su superficie y permite
obtener una copia impresa al aplicar tinta a dicha imagen y a continuacién transferir la tinta desde la matriz sobre un
material receptor, que es tipicamente papel. En la impresion litografica denominada "en humedo" convencional, la
tinta asi como una solucién de mojado acuosa (denominada también liquido humectante) se suministran a la imagen
litografica que se compone de areas oledfilas (o hidréfobas, es decir, que aceptan la tinta, que repelen el agua) asi
como areas hidrdéfilas (u ole6fobas, es decir, que aceptan el agua y repelen la tinta). En la denominada impresion
"driogréfica”, la imagen litografica se compone de areas que aceptan la tinta y &reas que no aceptan la tinta (repelen
la tinta) y durante la impresién driogréfica, s6lo se suministra tinta a la matriz.

Las matrices de impresion suelen obtenerse mediante el método denominado ordenador a pelicula (CtF), en el que
se efectlian digitalmente diversas etapas de pre-impresion tales como la seleccién del estilo de fuente, el escaneado,
la separacion de colores, el tramado, el reventado, la composicién y la imposicidon y cada seleccion de color se
transfiere a la pelicula de artes gréficas usando una filmadora. Después del procesamiento, la pelicula puede usarse
como una mascara para la exposicion de un material formador de imagen denominado precursor de plancha y
después del procesamiento de la plancha, se obtiene una plancha de impresién que puede usarse como matriz.
Desde alrededor de 1995, el método denominado "ordenador a plancha" (CtP) ha ganado mucho interés. Este
método, también denominado "directo a plancha", evita la creacion de la pelicula al transferir directamente el
documento digital a un precursor de plancha de impresién por medio de lo que se denomina una filmadora de
planchas. Un precursor de plancha de impresién para CtP suele denominarse plancha digital.

Las planchas digitales pueden dividirse, en lineas generales, en tres categorias: (i) planchas de plata, que funcionan
de acuerdo con el mecanismo de transferencia de difusion de sal de plata; (ii) planchas de fotopolimero que
contienen una composicion fotopolimerizable que se endurece durante la exposicion a la luz y (iii) planchas térmicas
cuyo mecanismo de formacion de imagenes se desencadena por calor o por conversién de luz en calor. Las
planchas térmicas estan sensibilizadas principalmente para laseres infrarrojos que emiten a 830 nm o0 1064 nm. Los
fotopolimeros pueden estar sensibilizados para luz azul, verde o roja (es decir, longitudes de onda que varian entre
450 y 750 nm), para luz violeta (es decir, longitudes de onda que varian entre 350 y 450 nm) o para luz infrarroja (es
decir, longitudes de onda entre 750 y 1500 nm). Se ha aumentado el uso de las fuentes laser para exponer el
precursor de plancha que esta sensibilizado a una correspondiente longitud de onda del laser. Tipicamente, se
puede usar un laser Ar (488 nm) o un laser FD-YAG (532 nm) para exponer una plancha de fotopolimero
sensibilizado a la luz visible. La disponibilidad a gran escala de diodos laser azul o violeta de bajo coste,
originalmente desarrollados para el almacenamiento de datos mediante DVD, ha permitido la produccién de
filmadoras de planchas que funcionan a una longitud de onda méas corta. M&s especificamente se han fabricado
laseres de semiconductores que emiten en longitudes de onda de entre 350 nm y 450 nm utilizando un material
InGaN. También puede usarse un diodo laser infrarrojo que emite a aproximadamente 830 nm o un laser Nd-YAG
gque emite a aproximadamente 1060 nm.

Tras la exposicién a modo de imagen, los precursores de plancha de impresidn se procesan usando una solucion
reveladora para eliminar el recubrimiento del soporte en areas no impresoras, dejando asi la superficie hidrdfila del
susbstrato al descubierto. Estas areas no impresoras son las areas no expuestas en el caso de precursores de
plancha de impresién negativos y las areas expuestas en el caso de precursores de plancha de impresion positivos.
El recubrimiento en las areas no expuestas en el caso de precursores de plancha de impresion negativos no se
endurece y el recubrimiento en las areas expuestas en el caso de precursores de plancha de impresién positivos
tiene una mayor solubilidad en el revelador que en las areas no expuestas. La manera mas habitual de eliminar el
recubrimiento en las areas no impresoras consiste en poner en contacto el precursor expuesto a modo de imagen
con una solucion reveladora. La solucién reveladora, en lo sucesivo también denominada revelador, puede ser una
solucién acuosa o una solucion con base de disolvente. El revelador es, generalmente, una solucion alcalina acuosa
0 una soluciéon de goma que puede usarse para revelar y engomar simultdneamente la plancha en una Unica etapa.

Durante el procesamiento, el revelador se va cargando de componentes del recubrimiento que se han sido
eliminados durante el revelado, y la cantidad de material en el revelador aumenta a medida que se revelan mas
precursores. Debido a la cantidad cada vez mayor de material en el revelador, la actividad del revelador disminuye,
lo que se traduce en una capacidad distinta para eliminar las areas no impresoras de los precursores expuestos a
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modo de imagen. Esto significa que, a medida que se revelan mas precursores, los precursores no se revelan del
mismo modo, lo que se traduce en que las planchas de impresion tienen propiedades litograficas diferentes.

Es importante para un sistema de fabricacion de planchas de impresién de gran calidad que las propiedades
litograficas se mantengan, en la medida de lo posible, a un nivel constante para cada plancha procesada. Esto
significa ademas que, cuando se empieza un proceso de revelado con un revelador nuevo, la actividad del revelador
tiene un grado de actividad constante o alcanza un grado de actividad constante tras el revelado de un nimero
reducido de planchas.

El documento EP-A 1 696 274 da a conocer un método para fabricar una plancha de impresion litografica que
comprende los pasos de exponer a modo de imagen un precursor de plancha de impresion litografica que
comprende un recubrimiento fotosensible o termosensible sobre un soporte hidréfilo y de procesar el precursor
expuesto con una primera solucién y, consecutivamente, con una segunda solucion.

RESUMEN DE LA INVENCION

Es un objeto de la presente invencion proporcionar un método para fabricar una plancha de impresion litografica en
el que la solucion reveladora tiene una estabilidad mejorada del grado de actividad durante el procesamiento. Este
objeto se realiza mediante el método definido en la reivindicacion 1, que tiene la caracteristica especifica de que el
precursor de plancha de impresion litografica expuesto a modo de imagen se revela con una primera solucién
reveladora y, consecutivamente, con una segunda solucién reveladora, en el que ambas soluciones se proporcionan
en un sistema en cascada y se hacen circular respectivamente por medio de unos primer y segundo sistemas
transportadores de liquido, en el que la segunda solucién se regenera afiadiendo una solucién de rellenado o una
mezcla de soluciones de rellenado a un ritmo al menos de 5 ml/m? y como maximo de 30 ml/m? y en el que la
primera solucion, que esta presente en el primer sistema transportador de liquido, tiene un volumen al menos de
Vmin y como maximo de Vmax, tal y como se definen mediante la férmula 1 y la férmula 2, respectivamente.

Puesto que la segunda solucién se regenera afiadiendo pequefias cantidades de regenerador, en la que la segunda
solucion se derrama en la primera solucion y la primera solucion se derrama ademas en un recipiente con el fin de
tratarse como producto de desecho, el método presenta la ventaja econdémica de utilizar pequefias cantidades de
solucion para revelar y la ventaja ecoldgica de generar solo pequefas cantidades de liquido residual.

Otras realizaciones especificas de la invencién se definen en las reivindicaciones dependientes.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La Figura 1 muestra la evolucion de la absorcion de la primera solucién a 750 nm con respecto al nUmero de metros
cuadrados de precursor de plancha procesado.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

De acuerdo con la presente invencién, se proporciona un método para fabricar una plancha de impresion litografica
que comprende los pasos de:

a) exponer a modo de imagen un precursor de plancha de impresion litografica que comprende un recubrimiento
fotosensible o termosensible aplicado sobre un soporte que tiene una superficie hidréfila o que esta provisto de una
capa hidrdfila,

b) procesar dicho precursor por medio de una primera solucién y consecutivamente por medio de una segunda
solucion, eliminando asi el recubrimiento de areas no impresoras del soporte,

en el que las primera y segunda soluciones se proporcionan mediante un sistema en cascada, en el que la segunda
solucién se derrama en la primera solucion y la primera solucion se derrama en un recipiente con el fin de tratarse a
continuacion como producto de desecho,

en el que la segunda solucion se regenera afadiendo una solucion de rellenado o una mezcla de soluciones de
rellenado a un ritmo al menos de 5 ml por m? de precursor procesado y como maximo de 30 ml por m?de precursor
procesado,

en el que las primera y segunda soluciones se hacen circular mediante unos primer y segundo sistemas
transportadores de liquido, respectivamente,

en el que la primera solucién presente en dicho primer sistema transportador de liquido tiene un volumen al menos
de Vmin y como maximo de Vmax tal y como se definen mediante la férmula 1 y la férmula 2, respectivamente,

Vmin =[A + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (formula 1)

Vmax = [B + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (formula 2)

en el que Vmin y Vmax representan respectivamente el volumen minimo y el volumen méximo, expresados en litros,
que estan presentes en dicho primer sistema transportador de liquido, en el que A y B representan un valor
constante de respectivamente 2 y 15y en el que la anchura de procesamiento representa la anchura, expresada en
m, dentro de la unidad de procesamiento, perpendicular a la direccion de procesamiento, que esta disponible para el
procesamiento uniforme de precursores de plancha a lo largo de su anchura.
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Recubrimiento fotosensible o termosensible

En la presente invencion, el precursor de plancha de impresion se expone a modo de imagen fuera de la prensa por
medio de una filmadora de planchas, es decir, un aparato de exposicion laser adecuado para exponer a modo de
imagen un precursor. El precursor usado en el método de la presente invencién puede ser un precursor negativo o
positivo. En el caso de un precursor negativo, el recubrimiento se endurece en las areas expuestas. Aqui, "se
endurece" significa que el recubrimiento se vuelve insoluble para la solucion reveladora.

En la presente invencion, el recubrimiento de un precursor negativo puede comprender particulas termosensibles
termoplasticas de un polimero que pueden formar areas de recubrimiento insolubles en las areas expuestas por
coalescencia de particulas termoplasticas de un polimero. Las particulas termoplasticas tienen un didmetro de
particula medio de entre 10 nm y 200 nm, preferiblemente de entre 15 y 150 nm, mas preferiblemente de entre 20 y
75 nm, lo mas preferiblemente de entre 25 nm y 50 nm. Por el diametro de particula medio se entiende el diametro
de particula medio medido mediante espectrometria de correlacion de fotones, también denominada dispersion de
luz cuasi-elastica o dispersiéon de luz dinamica, salvo que se especifique otra cosa. Las mediciones se llevaron a
cabo aplicando el procedimiento segun la norma I1ISO 13321 (12 edicién, 01.07.1996) mediante un analizador de tipo
Brookhaven BI-90, comercialmente disponible en Brookhaven Instrument Company, Holtsville, NY, USA.
Preferiblemente, la cantidad de particulas de polimero termoplastico es de al menos 50% en peso, mas
preferiblemente de al menos 60% en peso, lo méas preferiblemente de al menos 70% en peso con respecto al peso
total de todos los ingredientes en la capa registradora de imagen. En los documentos EP 1 914 068 (péarrafos [0030]
y [0031]) y WO 2010/031758 se divulgan particulas de un polimero termoplastico asi como su preparacion. El
recubrimiento puede ademas comprender un aglutinante hidréfilo. Ejemplos de aglutinantes hidrofilos son
homopolimeros y copolimeros de alcohol vinilico, (met)acrilamida, metilol (met)acrilamida, acido (met)acrilico,
(met)acrilato de hidroxietilo, copolimeros de anhidrido maléico/vinil metil éter, copolimeros de acido (met)acrilico o
alcohol vinilico con acido sulfénico-estireno. Preferiblemente, el aglutinante hidréfilo comprende alcohol polivinilico o
acido poliacrilico. La cantidad de aglutinante hidréfilo puede encontrarse entre el 2% en peso y el 30% en peso,
preferiblemente entre el 2% en peso y el 20% en peso, mas preferiblemente entre el 3% en peso y el 10% en peso
con respecto al peso total de todos los ingredientes de la capa registradora de imagen. La cantidad de las particulas
de polimero termoplastico hidr6fobo, con respecto al peso del aglutinante, se encuentra preferiblemente entre 8 y 25,
mas preferiblemente entre 10 y 22, lo més preferiblemente entre 12 y 20.

El recubrimiento contiene ademas un tinte que absorbe la radiacion infrarroja (IR) y convierte la energia absorbida en
calor. También se refiere a estos tintes como tintes absorbentes de rayos infrarrojos. Los tintes absorbentes de rayos
infrarrojos preferidos son tintes de cianina, tintes de merocianina, tintes de indoanilina, tintes de oxonol, tintes de
pirilio y tintes de squarilio. Los tintes absorbentes de rayos infrarrojos son compatibles con agua, lo mas
preferiblemente solubles en agua. Se prefieren particularmente los tintes de cianina. En el documento EP-A 1 142
707, parrafo [143], se describen ejemplos de estos tintes de cianina. Otros tintes absorbentes de radiacion infrarroja
preferidos se describen en los documentos EP-A 1 614 541 (pagina 20 linea 25 a pagina 44 linea 29) y EP-A 1 736
312 (pérrafos [0008] a [0021]) y EP-A 1 910 082. En el documento WO 2010/0317758 se describen tintes
absorbentes de radiacion infrarroja preferidos particulares que aumentan la sensibilidad. Preferiblemente, la cantidad
del tinte absorbente de rayos infrarrojos es de al menos un 6% en peso, mas preferiblemente de al menos un 8% en
peso, con respecto al peso total de los ingredientes de la capa registradora de imagen. Tal y como se describe en el
documento EP-A 1 859 936, puede ajustarse la cantidad de tinte absorbente de rayos infrarrojos en funcion del
tamafo de particula de las particulas termoplasticas.

En el caso de precursores positivos, el recubrimiento es oledfilo y no es facilmente soluble en el revelador en las
areas no expuestas y se vuelve soluble en el revelador en las areas expuestas. Normalmente, la resina oledfila en
estos precursores termosensibles positivos es una resina fendlica tal como una resina novolac, de resol o
polivinilfendlica. La resina fendlica puede modificarse quimicamente, segin lo cual la unidad monomérica fendlica es
sustituida por un grupo tal y como el descrito en los documentos WO 99/01795, EP 934 822, EP 1 072 432, US
3,929,488, EP 2 102 443, EP 2 102 444, EP 2 102 445 y EP 2 102 446. La resina fendlica también puede mezclarse
con otros polimeros tal y como se describe en los documentos WO 2004/020484, US 6,143,464, WO 2001/09682,
EP 933 682, WO 99/63407, WO 2002/53626, EP 1 433 594 y EP 1 439 058. El recubrimiento también puede
componerse de una o mas capas, comprendiendo cada una de las cuales una o mas de las resinas descritos
anteriormente, tal y como se describe, por ejemplo, en los documento EP 864 420, EP 909 657, EP-A 1 011 970,
EP-A 1 263 590, EP-A 1 268 660, EP-A 1 072 432, EP-A 1 120 246, EP-A 1 303 399, EP-A 1 311 394, EP-A 1 211
065, EP-A 1 368 413, EP-A 1 241 003,EP-A 1 299 238, EP-A 1 262 318, EP-A 1 275 498, EP-A 1 291 172, WO
2003/74287, WO 2004/33206, EP-A 1 433 594 y EP-A 1 439 058. El recubrimiento termosensible también contiene
uno o mas inhibidores de disolucién. Los inhibidores de disolucién son compuestos que reducen la velocidad de
disolucién del polimero hidr6fobo en el revelador acuoso alcalino en las areas no expuestas del recubrimiento. Esta
reduccion de la velocidad de disoluciéon queda destruida por el calor generado durante la exposicion de manera que
el recubrimiento se disuelve facilmente en el revelador en las areas expuestas. Preferiblemente, la velocidad de
disolucién del recubrimiento no expuesto en el revelador queda reducida por la interaccion entre el polimero
hidréfobo y el inhibidor, debido a, por ejemplo, la unién por puente de hidrégeno entre estos compuestos. Algunos
inhibidores de disolucién adecuados son, preferiblemente, compuestos organicos que comprenden al menos un
grupo aromatico y un sitio de unién por puente de hidrégeno, por ejemplo, un grupo carbonilo, un grupo sulfonilo o
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un atomo de nitrégeno que puede estar cuaternizado y que puede formar parte de un anillo heterociclico o que
puede formar parte de un sustituyente amino de dicho compuesto organico. Inhibidores de disolucion adecuados de
este tipo se describen en, por ejemplo, los documentos EP-A 825 927 y EP-A 823 327. Los polimeros repelentes de
agua representan otro tipo de inhibidores de disolucion adecuados. Estos polimeros parecen mostrar un aumento de
la resistencia al revelador del recubrimiento por repeler el revelador acuoso desde el recubrimiento. Los polimeros
repelentes de agua forman una capa barrera que protege el recubrimiento frente al revelador y la solubilidad de la
capa barrera en el revelador o la penetrabilidad de la capa barrera por el revelador pueden ser aumentadas por
exposicioén a calor o luz infrarroja, tal y como se describe, por ejemplo, en los documentos EP-A 864 420, EP-A 950
517 y WO 099/21725. Ejemplos preferidos de los polimeros repelentes de agua son polimeros que comprenden
unidades de siloxano y/o perfluoroalquilo. Preferiblemente, el recubrimiento termosensible también contiene uno o
mas aceleradores de revelado, es decir compuestos que actian como promotores de la disolucién, ya que son
capaces de aumentar la velocidad de disolucion del recubrimiento no expuesto en el revelador. La aplicacion
simultanea de inhibidores de disolucién y de aceleradores de revelado permite un ajuste fino y preciso del
comportamiento de disolucion del recubrimiento. Algunos aceleradores de revelado son anhidridos de &cido ciclico,
fenoles o acidos organicos.

El recubrimiento puede aplicarse sobre el soporte mediante cualquier técnica de recubrimiento conocida por los
expertos en la técnica. Tras aplicar el recubrimiento, la(s) capa(s) aplicada(s) se seca(n) segun una técnica
comunmente conocida por les expertos en la técnica.

Soporte

Un soporte litografico particularmente preferido es un soporte de aluminio granulado electroquimicamente y
anodizado. El granulado y el anodizado de soportes de aluminio son técnicas bien conocidas. El acido usado para el
granulado puede ser, por ejemplo, &cido nitrico o &cido sulfurico. Preferiblemente, el acido usado para el granulado
comprende cloruro de hidrogeno. También pueden usarse mezclas, por ejemplo de cloruro de hidrégeno y &cido
acético. Se conoce bien la relacion entre los pardmetros de granulado y anodizado electroquimico tales como la
tension del electrodo, la naturaleza y la concentracion del electrolito 4cido o el consumo de energia por un lado y la
calidad litogréfica obtenida en términos de Ra y peso anddico (g/m2 de AlL,O; formado sobre la superficie de
aluminio) por otro lado. Pueden encontrarse mas detalles sobre la relacién entre los diversos pardmetros de
produccion y Ra o peso anddico, por ejemplo, en el articulo "Management of Change in the Aluminium Printing
Industry" por F. R. Mayers, publicado en la revista ATB Metallurgie, volumen 42 n° 1-2 (2002), pag. 69.

El soporte de aluminio anodizado puede someterse a lo que se denomina un tratamiento post-anddico para mejorar
las propiedades hidréfilas de su superficie. Por ejemplo, el soporte de aluminio puede silicatarse tratando su
superficie con una solucion de silicato sédico a temperatura elevada, por ejemplo a 95°C. Como alternativa, puede
aplicarse un tratamiento con fosfato que implica tratar la superficie de 6xido de aluminio con una solucién de fosfato
que puede contener adicionalmente un fluoruro inorganico. Ademas, la superficie de 6xido de aluminio puede
enjuagarse con una solucion de &cido citrico o de citrato. Este tratamiento puede realizarse a temperatura ambiente
0 puede realizarse a una temperatura ligeramente elevada de aproximadamente 30 a 50°C. Un tratamiento
interesante adicional implica enjuagar la superficie de 6xido de aluminio con una solucion de bicarbonato. Otro
tratamiento mas consiste en tratar la superficie de oOxido de aluminio con acido polivinilfosfénico, acido
poliviniimetilfosfénico, ésteres de acido fosférico de alcohol polivinilico, &cido polivinilsulfonico, &cido
polivinilbencenosulfénico, ésteres de &cido sulfdrico de alcohol polivinilico y acetales de alcoholes polivinilicos
formados por reaccién con un aldehido alifatico sulfonado.

Otro tratamiento post-anddico Util puede realizarse con una solucién de acido poliacrilico o de un polimero que
comprende al menos un 30% en moles de unidades monomeéricas de acido acrilico, por ejemplo, GLASCOL E15, un
acido poliacrilico disponible comercialmente a través de ALLIED COLLOIDS.

El soporte de aluminio granulado y anodizado puede ser un material de tipo lamina tal como una plancha o puede
ser un elemento cilindrico tal como un manguito que puede deslizarse alrededor de un cilindro de impresion de una
prensa de impresion.

El soporte también puede ser un soporte flexible que puede estar provisto de una capa hidréfila, denominada en lo
sucesivo "capa base". El soporte flexible es, por ejemplo, papel, una pelicula de plastico o aluminio. Los ejemplos
preferidos de pelicula de plastico son una pelicula de polietilentereftalato, una pelicula de polietilennaftalato, una
pelicula de acetato de celulosa, una pelicula de poliestireno, una pelicula de policarbonato, etc. El soporte de
pelicula de plastico puede ser opaco o transparente. La capa base es preferiblemente una capa hidrofila reticulada
obtenida a partir de un aglutinante hidréfilo reticulado con un agente de endurecimiento tal como formaldehido,
glioxal, poliisocianato o un tetra-alquilortosilicato hidrolizado. Este ultimo se prefiere particularmente. El espesor de la
capa base hidréfila puede variar en el intervalo de 0,2 a 25 um y es, preferiblemente, de 1 a 10 um. Pueden
encontrarse mas detalles de modos de realizacién preferidos de esta capa base, por ejemplo, en el documento EP-A
1025 992.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ES 2556 055 T3

Exposicion

La etapa de exposicion a modo de imagen se realiza fuera de la prensa en una filmadora de planchas, es decir, en
un aparato de exposicion adecuado para la exposicion a modo de imagen del precursor mediante un laser tal como
un diodo laser que emite a aproximadamente 830 nm, un laser Nd-YAG que emite a aproximadamente 1060 nm, un
laser violeta que emite a aproximadamente 400 nm o un laser de gas tal como un laser Ar o mediante una
exposicion UV modulada digitalmente, por ejemplo mediante dispositivos de espejo digitales, o mediante una
exposicién convencional en contacto con una mascara. Se utilizan laseres que emiten radiacién infrarroja cercana
con una longitud de onda en el intervalo de entre alrededor de 700 hasta alrededor de 1.500 nm, tal como un diodo
laser semiconductor, un laser Nd:YAG o un laser Nd:YLF. Es posible obtener una imagen litografica Gtil exponiendo,
a modo de imagen, el precursor de plancha de impresion a radlacmn |nfrarr01a que tiene una densidad de energla
como medida sobre la superficie del precursor, de 250 mJ/cm® 0 menos, mas preferiblemente de 200 mJ/cm? o
menos, lo méas preferiblemente de 180 mJ/cm? o menos. Con una imagen litogréfica util sobre la plancha de
impresion, puntos al 2% (a 200 Ipi) son perfectamente visibles sobre al menos 1 000 impresiones sobre papel

Procesamiento

Tras la etapa de filmacion, el precursor de plancha se trata, es decir, se revela, aplicando una solucion reveladora al
recubrimiento del precursor, lo que permite retirar del soporte las areas solubles del recubrimiento y revelar asi la
superficie hidrofila del soporte.

La solucion reveladora puede ser una solucion acuosa o una solucién con base de disolvente. Tipicamente, se
puede usar una solucién acuosa alcalina en el procesamiento de precursores de plancha de impresion litogréfica.

El término acuoso incluye agua o mezclas de agua con disolventes organicos miscibles en agua, tales como
alcoholes, por ejemplo metanol, etanol, 2-propanol, butanol, alcohol iso-amilico, octanol, alcohol cetilico, etc.;
glicoles, por ejemplo etilenglicol, glicerina, N-metil pirrolidona, metoxipropanol y cetonas, por ejemplo 2-propanona y
2-butanona, etc. El disolvente organico miscible en agua puede estar presente en estas mezclas como maximo al
50% en peso, preferiblemente menos del 20% en peso, mas preferiblemente menos del 10% en peso y lo mas
preferiblemente no hay disolvente organico presente en la solucién acuosa. La solucion acuosa puede comprender
adicionalmente un compuesto solubilizado o dispersado en agua o una mezcla de agua y un disolvente miscible en
agua. Dichos compuestos pueden seleccionarse entre los compuestos de la solucion de engomado como se
describe mas adelante.

Actualmente, la mayoria de las planchas litograficas comercialmente disponibles requieren un proceso adicional de
engomado después de que se revelen las planchas expuestas y antes de que se coloquen en la prensa, para
proteger la plancha de la contaminacion, por ejemplo, por oxidacién, huellas dactilares, grasas, aceite o polvo fino, o
de dafios, por ejemplo, por arafiazos durante la manipulacion de la plancha.

En una realizacion especifica de la presente invencion, los precursores de plancha de impresion litogréfica, tales
como los precursores de plancha negativos, también pueden procesarse usando sélo una solucion de goma. El
revelado con una solucién de goma tiene la ventaja adicional de que, debido a la goma restante en la plancha en las
areas no expuestas, no se requiere una etapa adicional de engomado para proteger la superficie del soporte en las
areas no impresoras. Como resultado, el precursor se procesa y se engoma en una Unica etapa y la imagen
litografica obtenida en la plancha no se vera afectada por la luz diurna ambiental o por contaminacion. En una
realizacién preferida de la presente invencion, las planchas térmicas negativas que comprenden particulas de
polimero termoplastico se procesan usando so6lo una una soluciéon de goma. En la etapa de impresion, la plancha se
coloca en el cilindro portaplancha de la prensa de impresion y se inicia el proceso de impresion.

La solucion de (en)goma(do)

Una solucién de goma es tipicamente un liquido acuoso que comprende uno o0 mas compuestos protectores de
superficie que son capaces de proteger la imagen litografica de una plancha de impresion contra la contaminacion,
por ejemplo, por oxidacion, huellas dactilares, grasas, aceites o polvo fino, o de dafios, por ejemplo, por arafiazos
durante la manipulaciéon de la plancha. Algunos ejemplos adecuados de tales compuestos son polimeros o
tensioactivos hidrdfilos filmégenos. La capa que permanece en la plancha después del tratamiento con la solucion de
goma comprende preferlblemente entre 0,005 y 20 g/m del compuesto protector de superficie, mas preferiblemente
entre 0,010y 10 g/m lo mas preferiblemente entre 0,020y 5 g/m

En la presente descripcion, todas las concentraciones de los compuestos presentes en la solucién de goma se
expresan como porcentaje en peso (% en peso 0 % p/p) con respecto a la solucion de goma lista para usar, a menos
que se indique otra cosa. Una solucion de goma puede suministrarse normalmente como una solucién concentrada
que se diluye antes de su uso con agua por el usuario final para dar una solucién de goma lista para usar de acuerdo
con las instrucciones del proveedor, normalmente 1 parte de la goma se diluye con 1 parte a 10 partes de agua.
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Los polimeros preferidos para usar como compuesto protector en la solucion de goma son la goma arabiga, el
pululano, derivados de celulosa tales como la carboximetil celulosa, la carboxietil celulosa o la metil celulosa, la
(ciclo)dextrina, el poli(alcohol vinilico), la poli(vinil pirrolidona), el polisacarido, homo- y copolimeros de acido acrilico,
el acido metacrilico o la acrilamida, un copolimero de vinil metil éter y anhidrido maleico, un copolimero de acetato
de vinilo y anhidrido maleico o un copolimero de estireno y anhidrido maleico. Los polimeros mas preferidos son
homo- o copolimeros de monémeros que contienen grupos carboxilicos, sulfénicos o fosfonicos o las sales de los
mismos, por ejemplo, el acido (met)acrilico, el acetato de vinilo, el acido estirenosulfénico, el acido vinilsulfonico, el
acido vinilfosfénico o el acido acrilamidopropanosulfénico.

Los ejemplos de tensioactivos para su uso como agentes protectores de superficie incluyen tensioactivos anionicos o
no iénicos. La solucién de goma puede también comprender uno o mas de los polimeros hidréfilos anteriores como
agentes protectores de superficie y, ademas, uno o mas tensioactivos para mejorar las propiedades superficiales del
recubrimiento. La tension superficial de la solucion de goma es preferiblemente de 20 a 50 mN/m.

La solucion de goma comprende preferiblemente un tensioactivo anidnico, mas preferiblemente un tensioactivo
aniénico en el que el grupo aniénico es un grupo de acido sulfénico.

Entre los ejemplos del tensioactivo anidnico se incluyen alifatos, abietatos, hidroxialcanosulfonatos,
alcanosulfonatos, dialquilsulfosuccinatos, bencenosulfonatos de alquilo de cadena lineal, bencenosulfonatos de
alquilo de cadena ramificada, alquilnaftalenosulfonatos, alquilfenoxipolioxietilenpropilsulfonatos, sales de
alquilsulfofenil éteres de polioxietileno, N-metil-N-oleiltauratos sédicos, N-alquilsulfosuccinatos de monoamida
disddica, sulfonatos de petroleo, aceite de ricino sulfatado, aceite de sebo sulfatado, sales de ésteres sulfaricos de
alquilésteres alifaticos, sales de ésteres alquilsulfaricos, ésteres sulfuricos de alquiléteres de polioxietileno, sales de
ésteres sulfuricos de monoglicéridos alifaticos, sales de ésteres sulfaricos de alquilfeniléteres de polioxietileno, sales
de ésteres sulfuricos de stirilfeniléteres de polioxietileno, sales de ésteres alquilfosféricos, sales de ésteres fosforicos
de alquiléteres de polioxietileno, sales de ésteres fosforicos de alquilfeniléteres de polioxietileno, compuestos
parcialmente saponificados de copolimeros de estireno-anhidrido maleico, compuestos parcialmente saponificados
de copolimeros olefina-anhidrido maleico y condensados de naftalenosulfonatoformalina. Entre estos tensioactivos
aniénicos son particularmente preferidos los dialquilsulfosuccinatos, las sales de ésteres alquilsulftricos y los
alquilnaftalenosulfonatos.

Entre los ejemplos especificos de tensioactivos aniénicos adecuados se incluyen el disulfonato soédico de
dodecilfenoxibenceno, la sal sddica de naftalenosulfonato alquilado, el metilen-dinaftalen-disulfonato disddico, el
dodecil-bencenosulfonato sodico, el alquil-difeniloxido sulfonatado, perfluoroalquilsulfonato amoénico o potésico y el
dioctil-sulfosuccinato sédico.

Entre los ejemplos adecuados de los tensioactivos no idnicos se incluyen polioxietilen alquil éteres, polioxietilen
alquil aril éteres en los que el grupo arilo puede ser un grupo fenilo, un grupo naftilo o un grupo heterociclico
aromatico, polioxietilen poliestiril fenil éteres, polioxietilen polioxipropileno alquil éteres, polimeros de bloque
polioxietileno-polioxipropileno, ésteres parciales de acidos glicerinalifatico, ésteres parciales de &cido
sorbitanalifatico, ésteres parciales de acido pentaeritritolalifaticos, ésteres monoalifaticos de propilenglicol, ésteres
parciales de acidos alifaticos de sacarosa, ésteres parciales de acido polioxietilensorbitanalifatico, ésteres parciales
de acidos polioxietilensorbitolalifaticos, ésteres polietilenglicolalifaticos, ésteres parciales de acidos
poliglicerinalifaticos, aceites de ricino polioxietilenados, ésteres parciales de é&cidos polioxietilenglicerinalifaticos,
dietanolamidas alifaticas, N,N-bis-2-hidroxialquilaminas, polioxietilen alquilaminas, ésteres trietanolaminaalifaticos y
oxidos de trialquilamina. Entre estos tensioactivos no iénicos se prefieren particularmente los polioxietilen alquilfenil
éteres, polioxietilen alquilnaftil éteres y polimeros de bloque poloxietileno-polioxipropileno. Asimismo, también
pueden usarse tensioactivos aniénicos y no iénicos fluorinicos y siliconicos.

Dos o méas de los tensioactivos anteriores pueden usarse en combinacion. Por ejemplo, puede preferirse una
combinacion de dos o mas tensioactivos anionicos diferentes o una combinacion de un tensioactivo aniénico y un
tensioactivo no ionico. La cantidad de dicho tensioactivo no se limita de forma especifica, pero es preferiblemente del
0,01 al 30% en peso, mas preferiblemente del 0,05 al 20% en peso.

De acuerdo con la presente invencion, la soluciéon de goma tiene un valor de pH que se encuentra preferiblemente
entre 3y 9, mas preferiblemente entre 4,5y 8,5y lo mas preferiblemente entre 5y 7. El pH de la solucién de goma
normalmente se ajusta con un acido mineral, un acido organico o una sal inorganica en una cantidad del 0,01 al 15%
en peso, preferiblemente del 0,02 al 10% en peso. Entre los ejemplos de los acidos minerales se incluyen el acido
nitrico, el acido sulfurico, el acido fosférico y el acido metafosférico. En particular, se utilizan acidos organicos como
agentes reguladores de pH y como agentes desensibilizadores. Entre los ejemplos de los acidos orgéanicos se
incluyen acidos carboxilicos, acidos sulfonicos, acidos fosfonicos o sales de los mismos, por ejemplo succinatos,
fosfatos, fosfonatos, sulfatos y sulfonatos. Los ejemplos especificos del acido organico incluyen el acido citrico, el
acido acético, el acido oxalico, el &cido malénico, el acido p-toluenosulfénico, el acido tartarico, el acido malico, el
acido lactico, el 4cido levulinico, el acido fitico y el &cido fosfénico orgénico.

Preferiblemente, la solucion de goma comprende adicionalmente una sal inorganica. Entre los ejemplos de la sal
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inorganica se incluyen el nitrato de magnesio, el fosfato sédico monobasico, el fosfato sédico dibasico, el sulfato de
niquel, el hexametafosfato sédico y el tripolifosfato sédico. Un dihidrogenofosfato de metal alcalino tal como KH2PQO4
o NaH2POQ, es el mas preferido. Otras sales inorganicas pueden usarse como agentes inhibidores de corrosién, por
ejemplo el sulfato de magnesio o el nitrato de cinc. El acido mineral, el acido organico o la sal inorganica puede
usarse en solitario o en combinacién con uno o mas de los mismos.

De acuerdo con otra realizacion de la presente invencién, la solucién de goma como revelador en el procesamiento
del precursor de plancha comprende preferiblemente una mezcla de un tensioactivo aniénico y una sal inorganica.
En esta mezcla el tensioactivo aniénico es preferiblemente un tensioactivo aniénico con un grupo acido sulfénico,
mas preferiblemente una sal de metal alcalino de un acido difenilétersulfénico mono- o dialquilo-sustituido, y la sal
inorganica es preferiblemente una sal de fosfato mono- o dibasico, mas preferiblemente un dihidrogenofosfato de
metal alcalino, lo mas preferiblemente KH2PO,4 0 NaH2PO,.

De acuerdo con otra realizacion de la presente invencion, la solucion de goma que comprende una mezcla de un
tensioactivo aniénico y una sal inorganica tiene preferiblemente un valor de pH entre 3 y 9, mas preferiblemente
entre 4y 8, lo mas preferiblemente entre 5y 7.

Ademas de los componentes anteriores, la solucién de goma también puede contener un agente humectante tal
como el etilenglicol, el propilenglicol, el trietilenglicol, el tripropilenglicol, el butilenglicol, el hexilenglicol, el
dietilenglicol, el dipropilenglicol, la glicerina, el trimetilol propano y la diglicerina. El agente humectante puede usarse
en solitario o en combinacion con uno o mas de los mismos. En general, el agente humectante anterior se usa
preferiblemente en una cantidad del 1 al 25% en peso.

Ademas, un compuesto de quelato puede estar presente en la solucion de goma. El ién calcio y otras impurezas
contenidas en el agua de dilucion pueden tener efectos adversos sobre la impresion y, de esta manera, causar la
contaminacion de la materia impresa. Este problema puede eliminarse afiadiendo un compuesto de quelato al agua
de dilucién. Entre los ejemplos preferidos de dicho compuesto de quelato se incluyen acidos fosfonicos orgénicos o
acidos fosfonoalcanotricarboxilicos. Los ejemplos especificos son sales potdsicas o soédicas de acido
etilendiaminatetraacético, acido dietilentriaminapentaacético, acido trietilentetraminahexaacético,  &cido
hidroxietiletilendiaminatriacético,  acido  nitrilotriacético,  &cido  1-hidroxietano-1,1-difosfénico 'y  acido
aminotri(metilenfosfénico). Ademéas de estas sales sddicas o0 potasicas de estos agentes quelantes, son Utiles las
sales de amina organica. La cantidad preferida de dicho agente quelante a afiadir es del 0,001 al 5% en peso con
respecto a la solucién de goma en forma diluida.

Ademas, un agente antiséptico y un agente anti-espumante pueden estar presente en la solucidon de goma. Entre los
ejemplos de dicho antiséptico se incluyen el fenol, derivados del mismo, la formalina, derivados de imidazol, el
deshidroacetato sodico, derivados de 4-isotiazolin-3-ona, la benzoisotiazolin-3-ona, derivados de benztriazol,
derivados de amidinaguanidina, sales de amonio cuaternarias, derivados de piridina, derivados de quinolina,
derivados de guanidina, la diazina, derivados de triazol, el oxazol y derivados de oxazina. La cantidad preferida de
dicho antiséptico a afiadir es tal que puede ejercer un efecto estable sobre las bacterias, hongos, levaduras o
similares. Aunque dependiendo de la clase de bacterias, hongo y levadura, es preferiblemente del 0,01 al 4% en
peso con respecto a la solucion de goma en forma diluida. Ademas, preferiblemente, dos 0 méas antisépticos pueden
usarse en combinacion para ejercer un efecto aséptico sobre diversos hongos y bacterias. El agente anti-espumante
es preferiblemente un agente anti-espumante de silicona. Entre estos agentes anti-espumantes, puede usarse un
agente anti-espumante de tipo emulsidn-dispersion o de tipo solubilizado. La cantidad apropiada de dicho agente
anti-espumante a afiadir es del 0,001 al 1,0% en peso con respecto a la solucion de goma en forma diluida.

Aparte de los componentes anteriores, si se desea, un agente receptor de tinta puede estar presente en la solucion
de goma. Entre los ejemplos de dicho agente receptor de tinta se incluyen aceite de trementina, xileno, tolueno,
heptano inferior, disolvente nafta, keroseno, alcohol mineral, hidrocarburos tales como una fraccion de petréleo que
tiene un punto de ebullicion de aproximadamente 120°C a aproximadamente 250°C, diéster ftalatos (por ejemplo,
dibutil ftalato, diheptil ftalato, di-n-octil ftalato, di(2-etilhexil) ftalato, dinonil ftalato, didecil ftalato, dilauril ftalato,
butilbencil ftalato), ésteres alifaticos dibasicos (por ejemplo, dioctil adipato, butilglicol adipato, dioctil azelato, dibutil
sebacato, di(2-etilhexil) sebacato, dioctil sebacato), triglicéridos epoxidados (por ejemplo, aceite de soja epoxidado),
éster fosfatos (por ejemplo, fosfato de tricresilo, fosfato de trioctilo, fosfato de triscloroetilo) y plastificantes que tienen
un punto de solidificacion de 15°C o menor y un punto de ebullicion de 300°C o mayor a presion atmosférica 1 tales
como ésteres de benzoatos (por ejemplo, benzoato de bencilo). Entre los ejemplos de otros disolventes que pueden
usarse en combinacion con estos disolventes se incluyen cetonas (por ejemplo, ciclohexanona), hidrocarburos
halogenados (por ejemplo, etilen dicloruro), etilenglicol éteres (por ejemplo, éter monometilico de etilenglicol, éter
monofenilico de etilenglicol, éter monobutilico de etilenglicol), acidos alifaticos (por ejemplo, acido caproico, acido
endtico, acido caprilico, acido pelargénico, acido caprico, acido undecilico, acido laurico, acido tridecilico, acido
miristico, acido pentadecilico, acido palmitico, acido heptadecilico, acido estearico, acido nonadecanico, acido
araquido, acido behénico, acido lignocérico, acido cerético, acido heptacosanoico, acido montanico, acido melisico,
acido lacérico, acido isovalérico) y acidos alifaticos insaturados (por ejemplo, acido acrilico, acido crotonico, acido
isocrotoénico, acido undeciclico, acido oleico, acido elaidico, acido cetoleico, acido ertcico, acido butecidico, acido
sorbico, acido linoleico, acido linolénico, acido araquidénico, acido propidlico, acido esteardlico, acido clupanodonico,
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acido taririco, acido licanico). Preferiblemente, es un acido alifatico que es liquido a una temperatura de 50°C, mas
preferiblemente tiene de 5 a 25 atomos de carbono, lo mas preferiblemente tiene de 8 a 21 atomos de carbono. El
agente receptor de tinta puede usarse en solitario 0 en combinacién con uno o mas de los mismos. El agente
receptor de tinta se usa preferiblemente en una cantidad del 0,01 al 10% en peso, mas preferiblemente del 0,05 al
5% en peso. El agente receptor de tinta anterior puede estar presente en forma de una emulsion de aceite en agua o
puede solubilizarse con ayuda de un agente de solubilizacién.

La viscosidad de la solucion de goma puede ajustarse a un valor de, por ejemplo, entre 1,7 y 5 mPa.s, afiadiendo
compuestos que aumentan la viscosidad, tales como el 6xido de poli(etileno) o el alcohol polivinilico, que tienen, por
ejemplo, un peso molecular entre 10* y 10’. Dichos compuestos pueden estar presentes en una concentracion de
0,01 a104gll.

Una goma de horneado tiene una composicién similar a la descrita anteriormente, con preferencia adicional hacia
compuestos que no se evaporan a las temperaturas de horneado habituales. Las soluciones de goma de horneado o
soluciones de engomado por horneado pueden ser soluciones acuosas de disulfonato sédico de
dodefilfenoxibenceno, acido naftalensulfonico alquilado, 6xido de alquildifenilo sulfonatado, acido metileno sulfénico
etc. Otras soluciones de engomado contienen un componente polimérico hidréfilo y un componente de acido
organico. Otras soluciones de engomado por horneado adicionales contienen la sal potasica del acido hidroxietiliden
fosfonico. Otras soluciones de engomado por horneado adicionales contienen un compuesto de sulfosuccinamato y
acido fosforico.

El &ngulo de contacto entre la solucion de goma de horneado y la plancha se disminuye preferiblemente afiadiendo
al menos un tensioactivo. Los tensioactivos preferidos son poliglicoles no iénicos y acrilatos de poliéster alifaticos
perfluorados.

En otra realizacién, las soluciones de engomado por horneado comprenden (a) agua, (b) al menos un polimero
hidréfilo y (c) al menos un componente seleccionado del grupo que consta de acidos organicos solubles en agua que
comprenden al menos dos funciones acido y que se seleccionan del grupo que consta de un &cido
bencenocarboxilico, un acido bencenosulfénico, un &cido bencenofosfénico, un acido alcanofosfénico y las sales
solubles en agua de los mismos. Los compuestos (b) y (¢) mencionados que se disuelven en la soluciéon acuosa de
acuerdo con la presente invencion son tales que no se evaporan a las temperaturas de horneado habituales. La
capa protectora que se forma permanece soluble en agua, incluso después del horneado, y puede retirarse
facilmente sin dafiar la plancha de impresion. El componente (b) comprende en particular los siguientes polimeros
hidrofilos: N-polivinil-pirrolidona, polivinil metil éter, copolimeros que contienen unidades de etileno y unidades de
anhidrido maleico, homopolimeros y copolimeros que contienen unidades de acido vinilfosfénico, unidades de acido
vinilmetilfosfénico y/o unidades de &acido acrilico y/o un polialquilenglicol tal como polietilenglicol. EI componente (c)
comprende en particular: acidos bencenodisulfénicos, acidos bencenopolicarboxilicos que tienen de 3 a 6 grupos
carboxilo, acidos alcanodifosfonicos que tienen de 1 a 3 atomos de carbono en el grupo alcano, éacidos
alcanodifosfonicos carboxilados que tienen de 5 a 9 4&tomos de carbono en el grupo alcano y/o una de las sales
solubles en agua de estos acidos (preferiblemente las sales de metal alcalino o las sales de amonio). Entre los
ejemplos especificos del componente (c) se incluyen el acido benceno-1,3-disulfénico, el acido benceno-1,2,4-
tricarboxilico (acido trimelitico), el &cido benceno-1,2,4,5-tetracarboxilico (acido piromelitico), el &cido
bencenohexacarboxilico (acido melitico), el acido metanodifosfonico (difosfonometano), el acido 4,4-difosfono-
heptano-1,7-dioico (4cido 3,3-difosfonopimeico) y las sales sodicas de estos acidos. En otras realizaciones, la
solucion de engomado por horneado para usar puede contener adicionalmente acidos hidroxi-policarboxilicos tales
como el acido citrico y/o las sales de los mismos, alcanodioles solubles en agua que tienen al menos 4 atomos de
carbono tales como el hexanodiol-(1,6) y tensioactivos (preferiblemente tensioactivos aniénicos o no inicos) tales
como sulfonatos de alquilarilo, sulfonatos de alquil éter féndlico y un tensioactivo natural (por ejemplo, la saponina).
Algunos ejemplos especificos de soluciones de goma de horneado, ingredientes y concentraciones de los mismos
pueden encontrarse, por ejemplo, en los documentos EP-A 222 297, EP-A 1 025 992, DE-A 2 626 473 y US 4 786
581.

Método de procesamiento

De acuerdo con la presente invencion, el precursor expuesto a modo de imagen se revela con una primera solucion
y, consecutivamente, con una segunda solucion, elimindndose asi el recubrimiento del soporte en las areas no
impresoras. Estas dos soluciones se proporcionan mediante un sistema en cascada, en el que la segunda solucién
se derrama en la primera solucién y la primera solucion se derrama en un recipiente con el fin de tratarse a
continuacion como producto de desecho.

Las primera y segunda soluciones se hacen circular mediante unos primer y segundo sistemas transportadores de
liquido, respectivamente. Cada uno de estos sistemas transportadores de liquido comprende un bafio, una bomba y
un conjunto de tubos que hacen circular la solucién. Cada una de estas soluciones se pone en contacto con el
precursor expuesto a modo de imagen mediante una técnica de pulverizacion, inyeccién a chorro, inmersién o
recubrimiento, incluyendo el recubrimiento por centrifugacion, el recubrimiento con rodillo, el recubrimiento con
boquillas de ranura ancha o el recubrimiento por grabado, en un aparato automatico. Se prefieren las técnicas de
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pulverizacién, inyeccién a chorro, inmersién o recubrimiento. Son mas preferidas las técnicas de pulverizacion y de
inyeccion a chorro.

Durante el procesamiento, el recubrimiento del precursor preferiblemente se frota y/o cepilla con al menos un rodillo
mientras se aplica cada una de las primera y segunda soluciones al recubrimiento. Cada una de las primera y
segunda soluciones se proporciona mediante un bafio en el que esta presente la primera solucion y en el que la
solucion que se aplica al precursor puede recogerse y conducirse a la bomba para hacerla circular y para usarla
varias veces en el revelado del precursor.

Las primera y segunda soluciones usadas en la etapa de revelado tienen una temperatura que varia,
preferiblemente, en el intervalo de 15°C a 85°C, mas preferiblemente de 18°C a 65°C, lo mas preferiblemente de
20°C a 55°C.

De acuerdo con la presente invencion, la primera soluciéon presente en el primer sistema transportador de liquido
tiene un volumen al menos de Vmin y como maximo de Vmax tal y como se definen mediante la formula 1 y la
férmula 2, respectivamente,

Vmin = [A + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (formula 1)
Vmax = [B + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (formula 2)

en el que Vmin y Vmax representan respectivamente el volumen minimo y el volumen maximo, expresados en litros,
que estan presentes en dicho primer sistema transportador de liquido, en el que A y B representan un valor
constante de respectivamente 2 y 15y en el que la anchura de procesamiento representa la anchura, expresada en
m, dentro de la unidad de procesamiento, perpendicular a la direccion de procesamiento, que esta disponible para el
procesamiento uniforme de precursores de plancha a lo largo de su anchura. En una realizacién preferida de la
presente invencion, el valor de B es de 10, mas preferiblemente d 8, lo més preferiblemente de 6.

De acuerdo con la presente invencion, la segunda solucién se regenera afiadiendo una solucion de rellenado o una
mezcla de soluciones de rellenado. Es importante que la cantidad de la solucion de rellenado afiadida a la segunda
solucion sea pequefa con el fin de limitar la cantidad de revelador sobrante generado durante el procesamiento. Por
lo tanto, el ritmo de rellenado es al menos de 5 ml por m? de precursor procesado con respecto a la cantidad total de
la solucién de rellenado o de las soluciones de rellenado y como maximo de 30 ml por m? de precursor procesado
con respecto a la cantldad total de la solucron de rellenado o de las soluciones de reIIenado preferiblemente al
menos de 10 mi/m? y como maximo de 25 ml/m? mas preferiblemente al menos de 15 ml/m? y como maximo de 20
mi/m?.

En una realizacion preferida de la presente invencion, la segunda solucion se regenera afiadiendo una solucion de
rellenado que tiene la misma composicién que la segunda solucién inicial. En otra realizacién de la presente
invencién, la segunda solucién se regenera usando una solucién de rellenado cuya composicion tiene una mayor
concentracion de los componentes activos presentes en la segunda solucion inicial. En otra realizacion, la segunda
solucién se regenera usando una mezcla de soluciones de rellenado. Tal mezcla de soluciones de rellenado puede
comprender al menos una solucién que contiene s6lo uno o dos o tres componentes activos de la segunda solucion
inicial, opcionalmente en una concentracion diferente de la de la segunda solucidon inicial, mientras que la otra
solucion o las otras soluciones de la mezcla puede(n) comprender otro(s) componente(s) activo(s) que los presentes
en la primera solucién de rellenado, opcionalmente en una concentracion diferente de la de la segunda solucién
inicial. Cuando se utiliza una mezcla de soluciones de rellenado, una de las soluciones de rellenado puede ser agua.

La adicién de la solucién de rellenado, es decir, el tipo y la cantidad de solucién de rellenado, puede regularse
mediante la medicion de al menos uno de los siguientes parametros tales como el nimero y area del precursor de
plancha revelado, el periodo de tiempo de revelado, el volumen en cada bafio de revelado (nivel minimo y méaximo),
la viscosidad (o el aumento de viscosidad) de la solucién, el pH (o el cambio de pH) de la solucion, la densidad (o el
aumento de la densidad) de la solucién y la conductividad (o el aumento de la conductividad) de la solucién o una
combinacion de al menos dos de ellos, preferiblemente el &rea superficial de precursor de plancha revelado. La
densidad (o el aumento de la densidad) de la solucién puede medirse con un densitometro PAAR. Cuando la adicion
de solucién de rellenado se regula por medio de la medicidn un parametro, el agente regenerador puede afiadirse de
forma continua o en forma de lote cuando se alcanza o rebasa un valor umbral predeterminado del parametro. El
tamafio del lote afiadido cada vez depende del valor umbral predeterminado. En una realizacion de la presente
invencion, este parametro medido es el nimero de metros cuadrados de precursor procesados, y se afiade una
cantidad de agente regenerador en forma de lote cada vez que se procesa un area de precursor determlnada Esta
area determinada de precursor procesado es un valor que oscila preferiblemente entre 0,5 y 20 m? de precursor
procesado, mas preferiblemente entre 0,8 y 10 m? de precursor procesado y lo mas preferiblemente entre 1y 5 m?

de precursor procesado.

En primer lugar, el precursor se revela con la primera solucion y a continuacion, consecutivamente, con la segunda
solucion. Por la presente invencién, la mayor parte de las partes de recubrimiento solubles del precursor se eliminan
con la primera solucion, y el material eliminado se acumula en la primera solucion, lo cual se traduce en un cambio
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de la actividad de revelado de la solucion. Debido a la adicion de solucién de rellenado a la segunda solucion y
debido al rebose de la segunda solucién, en cascada con la primera solucién, la concentracién de material eliminado
en la primera solucién alcanza un nivel constante. Es importante que, cuando se empiece con una solucién de
revelado nueva, el nimero de placas a procesar para obtener este nivel constante de concentracién de material
eliminado sea lo méas pequefio posible, ya que un cambio en actividad de revelado puede tener como resultado
propiedades litograficas diferentes. Por lo tanto, el volumen de la primera solucién presente en el primer sistema
transportador de liquido debe ser lo mas reducido posible. De acuerdo con la presente invencion, este volumen tiene
un valor al menos de Vmin y como maximo de Vmax tal y como se definen mediante la férmula 1 y la formula 2,
respectivamente,

Vmin = [A + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (formula 1)
Vmax = [B + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (formula 2)

en el que Vmin y Vmax representan respectivamente el volumen minimo y el volumen maximo, expresados en litros,
gue estan presentes en dicho primer sistema transportador de liquido, en el que A y B representan un valor
constante de respectivamente 2 y 15, preferiblemente respectivamente 2 y 10, mas preferiblemente respectivamente
2y 8, lo mas preferiblemente respectivamente 2 y 6, y en el que la anchura de procesamiento representa la anchura,
expresada en m, dentro de la unidad de procesamiento, perpendicular a la direccion de procesamiento, que esta
disponible para el procesamiento uniforme de precursores de plancha a lo largo de su anchura.

En otra realizacién de la presente invencién, el volumen de la segunda solucion presente en el segundo sistema
transportador de liquido tiene un valor al menos de Vmin y como maximo de Vmax tal y como se definen medianre la
férmula 3y la férmula 4, respectivamente,

Vmin = [A’ + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (férmula 3)
Vmax = [B’ + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (férmula 4)

en el que Vmin y Vmax representan respectivamente el volumen minimo y el volumen maximo, expresados en litros,
que estan presentes en dicho segundo sistema transportador de liquido, en el que A’ y B’ representan un valor
constante de respectivamente 2 y 15, preferiblemente respectivamente 2 y 10, mas preferiblemente respectivamente
2y 8, lo més preferiblemente respectivamente 2 y 6, y en el que la anchura de procesamiento representa la anchura,
expresada en m, dentro de la unidad de procesamiento, perpendicular a la direccion de procesamiento, que esta
disponible para el procesamiento uniforme de precursores de plancha a lo largo de su anchura. En otra realizacion
preferida de la presente invencion, el volumen de la segunda solucion que esté presente en dicho segundo sistema
transportador de liquido es igual al volumen de la primera solucién que esta presente en dicho primer sistema
transportador de liquido.

La primera solucion puede regenarse afadiendo una solucion de rellenado o una mezcla de soluciones de rellenado.
Es importante que la cantidad de la solucion de rellenado afiadida a la primera solucién sea pequefia con el fin de
limitar la cantidad de revelador sobrante generado durante el procesamiento. Por lo tanto, el ritmo de rellenado es al
menos de 5 ml por m? de precursor procesado con respecto a la cantidad total de la solucion de rellenado o de las
soluciones de rellenado y como maximo de 30 ml por m? de precursor procesado con respecto a la cantidad total de
la solumon de rellenado o de las soluciones de reIIenado preferiblemente al menos de 10 ml/m? y como méaximo de
25 ml/m?, mas preferiblemente al menos de 15 ml/m?®y como méaximo de 20 ml/m?. En otra realizacién de la presente
invencién, la primera solucién se regenera afiadiendo una solucién de rellenado que tiene la misma composiciéon que
la primera solucion inicial o que tiene una mayor concentracion de los componentes activos presentes en la primera
solucidn inicial. En otra realizacion, la primera solucion se regenera usando una mezcla de soluciones de rellenado.
Tal mezcla de soluciones de rellenado puede comprender al menos una solucién que contiene sélo uno o dos o tres
componentes activos de la primera solucion inicial, opcionalmente en una concentracion diferente de la de la primera
solucién inicial, mientras que la otra solucion o las otras soluciones de la mezcla puede(n) comprender otro(s)
componente(s) activo(s) que los presentes en la primera solucion de rellenado, opcionalmente en una concentracion
diferente de la de la primera solucion inicial. Cuando se utiliza una mezcla de soluciones de rellenado, una de las
soluciones de rellenado puede ser agua. En una realizacion méas preferida, la primera soluciéon se regenera
afadiendo agua.

De acuerdo con una realizacién muy preferida, se fabrica una plancha de impresion litografica mediante el método
tal y como se ha definido anteriormente, en el que el precursor de plancha de impresion litografica es una plancha
negativa que comprende particulas de polimero termoplastico, y en el que las primera y segunda soluciones son una
solucién de goma, segun el cual la plancha se revela y engoma en una Unica etapa, y en el que la segunda solucion
se regenera usando una solucién de goma que tiene la misma composicién qua la solucién de goma inicial de las
primera y segunda soluciones, opcionalmente en el que la primera solucién se regenera con agua.

Secado

De acuerdo con otra realizacion de la presente invencion, la plancha puede secarse después de la etapa de
procesamiento en una unidad de secado. En una realizacién preferida, la plancha se seca calentando la plancha en
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la unidad de secado que puede contener al menos un elemento calefactor seleccionado entre una lampara de IR,
una lampara de UV, un rodillo metalico calentado o aire calentado. En una realizacion preferida de la presente
invencion, la plancha se seca con aire calentado como se sabe en la seccién de secado de una maquina de revelado
clasica.

Horneado

De acuerdo con otra realizacion de la presente invencion, la plancha puede calentarse en una unidad de horneado,
opcionalmente después de secarla. En una realizaciéon preferida de la presente invencién, cuando la plancha se
calienta en una unidad de horneado, el precursor se revela usando una goma de horneado y la soluciéon de goma se
regenera preferiblemente afiadiendo una goma de horneado regeneradora. Dicha goma de horneado regeneradora
es una solucién que puede seleccionarse entre una goma de horneado de partida, es decir, una solucién que tiene la
misma composicion que la goma de horneado usada al inicio del revelado, una goma de horneado concentrada o
una goma de horneado diluida, es decir, una solucién que tiene una concentraciébn mayor 0 menor, respectivamente,
de aditivos que la goma de horneado de partida, y agua.

La unidad de horneado puede contener al menos un elemento calefactor seleccionado entre una lampara de IR, una
lampara de UV, un rodillo metélico calentado o aire calentado. La plancha se calienta preferiblemente en la unidad
de horneado a una temperatura mayor de 110°C y menor que la temperatura de descomposicion del recubrimiento,
més preferiblemente entre 200°C y 295°C, lo més preferiblemente entre 250°C y 290°C. Normalmente se usa un
tiempo de calentamiento mas largo cuando se usa una temperatura de calentamiento menor y se usa un tiempo de
calentamiento mas corto cuando se usa una temperatura de calentamiento méas alta. La plancha se calienta
preferiblemente durante un periodo de tiempo de menos de 10 minutos, mas preferiblemente menos de 5 minutos, lo
mas preferiblemente menos de 2 minutos.

En una realizacion preferida de la presente invencion, la plancha que contiene particulas de polimero termoplastico
hidr6fobo en su capa registradora de imagen, tal y como se define en el documento EP-A 1 767 349, se calienta
mediante el método como se describe en el documento EP-A 1 767 349.

En una realizacion preferida de la presente invencion, la plancha se calienta por el método como se describe en el
documento EP-A 1 506 854. En otra realizacion preferida de la presente invencion, la plancha se calienta mediante
el método como se describe en el documento WO 2005/015318.

En otra realizacion de la presente invencion, la etapa de secado y la etapa de calentamiento pueden combinarse en
una sola etapa, con lo que la plancha, después de la etapa de revelado, se seca y se calienta en una estacion de
secado-horneado integrada.

Unico aparato

De acuerdo con otra realizacion de la presente invencion, el primer bafio de revelado y el segundo bafio de revelado
estan acoplados entre si mediante medios de transporte mecanico de plancha. Ademas, el segundo bafio de
revelado puede estar acoplado a la unidad de secado mediante medios de transporte mecénico de plancha.
Opcionalmente, en caso de que las planchas se engomen antes de secarse, el segundo bafio de revelado puede
estar acoplado a una unidad de enjuagado (si esta presente) mediante medios de transporte mecéanico de plancha y
ademas a una unidad de engomado. Ademas, la unidad de engomado estd acoplada a la unidad de secado.
Ademas, la unidad de secado puede estar acoplada a la unidad de horneado mediante medios de transporte
mecénico de plancha. Ademas, el segundo bafio de revelado o una unidad de engomado (si esta presente) también
pueden estar acoplados a la unidad de secado-horneado integrada mediante medios de transporte mecanico de
plancha.

En aun otra realizacién preferida de la presente invencion, el primer bafio de revelado puede ademas estar acoplado
a la filmadora mediante medios de transporte mecéanico de plancha en los que el precursor esté protegido de la luz
ambiente.

EJEMPLOS
Preparacion del sustrato de aluminio AS-01

Se desengras6 una lamina de aluminio de 0,3 mm de espesor rociandola con una solucién acuosa que contenia 34
g/l de NaOH a 70°C durante 6 segundos y se enjuagd con agua desmineralizada durante 3,6 segundos. A
continuacion, la ldmina se granulé electroquimicamente durante 8 segundos utilizando una corriente alterna en una
solucion acuosa que contenia 15 g/l de HCI, 15 g/l de iones SO4Z'y 5 g/l de iones A auna temperatura de 37°Cy a
una densidad de corriente de aproximadamente 100 Aldm? (densidad de carga de alrededor de 800 C/dmz). A
continuacion se decap6 la lamina de aluminio mediante grabado con una solucidn acuosa que contenia 145 g/l de
acido sulfdrico a 80°C durante 5 segundos y se enjuagd con agua desmineralizada durante 4 segundos.
Seguidamente, la lamina se sometié a oxidacion anddica durante 10 segundos en una solucién acuosa que contenia
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145 g/l de acido sulftrico a una temperatura de 57°C y a una densidad de corriente de 33 Aldm? (densidad de carga
de 330 C/dmz), y después se lavé con agua desmineralizada durante 7 segundos y se posttraté durante 4 segundos
(por pulverizacion) con una solucion que contenia 2,2 g/l de &cido polivinilfosfénico a 70°C, se enjuag6 con agua
desmineralizada durante 3,5 segundos y se sec6 a 120°C durante 7 segundos.

El soporte resultante se caracteriza por presentar una rugosidad superficial Ra de 0,35-0,4 ym (medida con el
interferémetro NT1100) y por tener un peso andédico de alrededor de 4,0 g/mz.

Preparacion de las particulas termoplasticas LX-01

Se prepar6 la emulsién de polimeros mediante una polimerizaciéon en emulsién sembrada usando estireno y
acrilonitrilo como mondémeros. La cantidad total del tensioactivo (4,5% con respecto a la cantidad total de los
monomeros) estaba presente en el reactor antes de afiadir cualquier monémero. En un reactor de doble camisa de 2
litros, se afadieron 10,35 g de Chemfac PB-133, 1,65 g de NaHCO; y 1.482,1 g de agua desmineralizada. Este
reactor se purg6 con nitrégeno y se calenté hasta 75°C. Cuando la temperatura del contenido del reactor alcanz6
75°C, se afiadieron 1,5% de los mondmeros (es decir una mezcla de 2,29 g de estireno y 1,16 g de acrilonitrilo). Se
emulsionaron los monémeros durante 15 minutos a 75°C y a continuacion se afiadieron 37,95 g de una solucion
acuosa al 2%% de persulfato sddico. A continuacién se calent6 el reactor hasta una temperatura de 80°C durante 30
minutos. Después la mezcla residual de monémeros (150,1 g de estireno y 76,5 g de acrilonitrilo) se dosifico a la
mezcla de reaccion durante 180 minutos. Simultaneamente con la adicion de los mondmeros, se afiadié una
cantidad adicional de una solucion acuosa de persulfato (37,95 g de una solucién acuosa al 2% de Na;S;0g). Una
vez terminada la adicién de los monémeros, se calenté el reactor durante 60 minutos a 80°C. Con el fin de reducir la
cantidad residual de mondmeros, se llevo a cabo una destilacion al vacio a 80°C durante 1 hora. A continuacion se
enfrid el reactor hasta temperatura ambiente, se afiadieron 100 ppm de Proxel Ultra 5 como biocida y se filtré el latex
utilizando un papel de filtro grueso.

El resultado fue una dispersién de latex LX-01 que tenio un contenido en sélidos de 13,14% en peso y un valor de
pH de 6,10. El tamafio de particula medio se indica en la Tabla 3.

El tamafio de particula medio medido mediante un analizador de tipo PL-PSDA (Polymer Laboratories Particle Size
Diameter Analyser) fue de 29 nm. El tamafio de particula medio medido mediante el aparato BI-90 fue de 31 nm.

Preparacion de los precursores de plancha de impresion PPP-01

La composicidn de recubrimiento se preparé mezclando los ingredientes tal y como se especifican en la Tabla 1. El
pH de la composicion de recubrimiento se ajustd a 4,1 utilizando una solucién diluida de amoniaco (al alrededor de
3% en peso). La solucién asi obtenida se aplicd sobre el sustrato de aluminio AS-01 en un espesor humedo de 30
pm mediante una cuchilla de recubrimiento. Tras secar a 50°C durante 1 minuto en un horno de aire caliente, se
obtuvo el precursor de plancha de impresion PPP-01, cuyo peso de recubrimiento seco de los diferentes
componentes se indica en la Tabla 1.

Tabla 1: composicion del precursor de plancha de impresién PPP-01.

PPP-01
Ingredientes (peso de recubrimiento seco de cada
ingrediente)
LX-01 (1) 0,3993
Tinte absorbente de rayos infrarrojos 01 (2) 0,0653
Pigmento (3) 0,0200
Tinte (4) 0,0090
Aglutinante (5) 0,0261
HEDP (6) 0,0150
Tensioactivo (7) 0,0050
Peso e ecubrinient s o ce

LX-01 representa la dispersion de particulas de un polimero termoplastico tal y como se ha preparado anteriormente,
IR-01 representa una solucion al 1% en peso en agua/etanol (1/1) del tinte absorbente de rayos infrarrojos que tiene
la siguiente estructura quimica:
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Pigmento representa una dispersién acuosa de pigmento azul de Cabot Corporation que contiene el 5% en peso del
pigmento modificado de ftalocianina de cobre 13X883.
Tinte representa una solucién acuosa (etanol/agua 50/50) que contiene 1,0% en peso del siguiente tinte

///)NJK = = N\\\\\
0,5

SO, Et,NH"

Aglutinante representa una solucién acuosa al 1,5% en peso de Aqualic AS58 de Nippon Shokubai.

HEDP representa una solucidon acuosa que contiene el 6% en peso de &cido 1-hidroxietilideno-1,1-difosfénico de
Solutia.

Tensioactivo representa una solucién acuosa al 5% del tensioactivo fluorado Zonyl FS0100 de Dupont.

Procesamiento

En el EJEMPLO DE INVENCION 1, se revelaron 1250 m? de precursor no expuesto PPP-01 en la reveladora P-1, en
la que primero se procesaron las planchas con 4,2 | de solucién Gum-01, presentes en un primer bafio de revelado,
y, consecutivamente, con 6,0 | de solucibn Gum-01, presentes en el segundo bafio de revelado. Los dos bafios de
revelado de la méaquina de revelar P-1 estaban conectados entre si formando un sistema en cascada en el que la
segunda solucién de goma se derramaba en el primer bafio de revelado, y este primer bafio estaba conectado a un
tanque en el que se derramaba el exceso de solucion de goma utilizada con el fin de tratarse como producto de
desecho. La segunda solucidon de goma se regenerd afiadiendo la misma solucién Gum-01 a un ritmo de 20 ml/m?
de precursor de plancha procesados. Cada uno de los primer y segundo bafios estaba dotado de una bomba y de un
conjunto de tubos para hacer circular cada una de las primera y segunda soluciones de goma respectivamente y
para conducir cada una de las primera y segunda soluciones de goma hasta una barra de rociado. La barra de
rociado estaba dotada de boquillas y abarcaba toda la anchura de la maquina de revelar para mojar el lado
recubierto del precursor. La anchura de procesamiento de la maquina de revelar tenia un valor de 0,95 m. Encima de
cada uno de los primer y segundo bafios de revelado, al lado de la barra de rociado, habia dos cepillos circulares
para cepillar el lado de recubrimiento del precursor con el fin de mejorar el procesamiento de las planchas. La
temperatura de las soluciones de goma se mantuvo a 22°C y la velocidad de revelado ascendié a 1,2 m/min.
Durante el procesamiento, las partes solubles del recubrimiento se eliminaron del soporte y se calculd la
concentracion de este material acumulado en la primera solucion de revelado cada vez que se procesaban 50 m? de
precursor. Debido a la presencia de componentes de color azul en la capa de recubrimiento eliminada, se calculd la
concentracion de estos componentes midiendo la absorcion del espectro éptico a una longitud de onda de 750 nm.
Esta absorcion es, ademas, un buen indicador de la concentracion total de material eliminado. Esto se muestra por
medio de la curva 1 de la Figura 1, en la que se indican los valores de absorcion en relacién con el numero de
metros cuadrados de precursor procesados.

En el EJEMPLO COMPARATIVO 1, se repitid este experimento de procesamiento descrito anteriormente para el
Ejemplo de invencion 1 con la maquina de revelar P-2, que tenia la misma configuracion que la P-1, con la salvedad

14



10

15

20

25

ES 2556 055 T3

de que al primer bafio se le suministraron 40 | de Gum-01, no 4,2 |. Los resultados se han representado en la curva 2
de la Figura 1.

La Goma-1 es una solucién preparada de la siguiente manera:

A 750 g de agua desmineralizada

se le afiadieron 16 | de Dowfax 3B2, comercialmente disponible en Dow Chemical,

0,73 ml de Marlon A365, una mezcla de acidos bencenosulfénicos sédicos alquilados de SASOL Germany
GmbH, que tiene un contenido en solidos del 65% en peso,

9,8 ml de una solucién al 50% en peso de KOH,

38 g de Tackidex, una dextrina, comercialmente disponible en Roquette Freres SA,

27,2 g de KH2POy,

4,85 ml de Proxel Ultra 5DD, un biocida, comercialmente disponible en Avecia, y

0,5 ml de Zonyl FSP, an antifoam, comercialmente disponible en Dupont,

con agitacion, y se afadié adicionalmente agua desmineralizada hasta 1000 g. La solucién tenia un pH de
7,0 (+/- 0,2) y una viscosidad de 1,5 (+/- 0,12) mP.s.

Los resultados del Ejemplo de invencion 1, tal y como se muestran en la Figura 1, demuestran que, tras el
procesamiento de aproximadamente 900 m? de precursor de plancha de impresion, la solucién de revelado alcanza
un valor constante para la absorcion a 750 nm, lo que significa que también se alcanza un nivel constante de
concentracion de material eliminado en la solucién, lo que resulta en un grado de actividad constante de la solucion
de revelado. Por el contrario, el Ejemplo comparativo 1 demuestra que, incluso tras procesarse 1250 m? de
precursor de plancha de impresién, la concentracién de material eliminado en la solucién todavia sigue creciendo y
que no se alcanza un grado de actividad constante de la solucién de revelado.
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REIVINDICACIONES

Método para fabricar una plancha de impresién litografica que comprende los pasos de:

a) exponer a modo de imagen un precursor de plancha de impresién litografica que comprende un
recubrimiento fotosensible o termosensible aplicado sobre un soporte que tiene una superficie hidréfila o que
esta provisto de una capa hidroéfila,

b) procesar dicho precursor por medio de una primera solucién y consecutivamente por medio de una segunda
solucién, eliminando asi el recubrimiento de areas no impresoras del soporte,

en el que las primera y segunda soluciones se proporcionan mediante un sistema en cascada, en el que la
segunda solucién se derrama en la primera solucién y la primera solucién se derrama en un recipiente con el
fin de tratarse a continuacion como producto de desecho,

en el que la segunda solucién se regenera afiadiendo una solucién de rellenado o una mezcla de soluciones de
rellenado a un ritmo al menos de 5 ml por m? de precursor procesado y como maximo de 30 ml por m? de
precursor procesado,

en el que las primera y segunda soluciones se hacen circular respectivamente por medio de unos primer y
segundo sistemas transportadores de liquido,

en el que la primera solucién presente en dicho primer sistema transportador de liquido tiene un volumen al
menos de Vmin y como méaximo de Vmax tal y como se definen mediante la formula 1 y la formula 2,
respectivamente,

Vmin =[A + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (férmula 1)

Vmax = [B + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (férmula 2)

en el que Vmin y Vmax representan respectivamente el volumen minimo y el volumen méximo, expresados en
litros, que estan presentes en dicho primer sistema transportador de liquido, en el que A y B representan un
valor constante de respectivamente 2 y 15 y en el que la anchura de procesamiento representa la anchura,
expresada en m, dentro de la unidad de procesamiento, perpendicular a la direccion de procesamiento, que
esté disponible para el procesamiento uniforme de precursores de plancha a lo largo de su anchura.

Método segun la reivindicacion 1, en el que B es igual a 10.
Método segun la reivindicacion 1, en el que B es igual a 8.
Método segun la reivindicacion 1, en el que B es igual a 6.

Método segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicha segunda solucién se
regenera afiadiendo una solucién de rellenado o una mezcla de soluciones de rellenado a un ritmo al menos de
10 ml por m? de precursor procesado y como maximo de 25 ml por m?de precursor procesado.

Método segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicha segunda solucion se
regenera afiadiendo una solucién de rellenado o una mezcla de soluciones de rellenado a un ritmo al menos de
15 ml por m? de precursor procesado y como maximo de 20 ml por m?de precursor procesado.

Método segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicha segunda solucién presente
en dicho segundo sistema transportador de liquido tiene un volumen al menos de Vmin y como maximo de
Vmax tal y como se definen mediante la formula 3 y la férmula 4, respectivamente,

Vmin =[A’ + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (férmula 3)

Vmax = [B’ + (anchura de procesamiento/0,95 m)].litro (férmula 4)

en el que Vmin y Vmax representan respectivamente el volumen minimo y el volumen maximo, expresados en
litros, que estan presentes en dicho segundo sistema transportador de liquido, en el que A’ y B’ representan un
valor constante de respectivamente 2 y 15 y en el que la anchura de procesamiento representa la anchura,
expresada en m, dentro de la unidad de procesamiento, perpendicular a la direccion de procesamiento, que
esta disponible para el procesamiento uniforme de precursores de plancha a lo largo de su anchura.

Método segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el volumen de dicha segunda
solucién presente en dicho segundo sistema transportador de liquido es igual al volumen de dicha primera
solucién presente en dicho primer sistema transportador de liquido.

Método seguin una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicha primera solucion se
regenera afiadiendo una solucion de rellenado o una mezcla de soluciones de rellenado o agua.

Método segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicho recubrimiento aplicado
sobre dicho soporte es un recubrimiento negativo fotosensible o termosensible.

Método segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicho recubrimiento aplicado

sobre dicho soporte es un recubrimiento negativo termosensible y comprende particulas de un polimero
termoplastico que son capaces de fusionarse por coalescencia bajo la influencia de radiacion infrarroja o de
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calor.

Método segun la reivindicacion 11, en el que ambas dichas primera y segunda soluciones son idénticas y son
una solucién de goma, segun el cual el precursor se revela y se engoma en una Unica etapa.

Método segun la reivindicacion 12, en el que dicha segunda solucion se regenera mediante la adicion de
solucién de goma fresca.

Método segun la reivindicacion 13, en el que dicha primera solucion se regenera afiadiendo agua.
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